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Abstract (en)
Aqueous electrolyte which is free of brighteners and cationic surfactants, comprises (a) 5-30 g tin per liter of electrolyte, which is provided as a
tin(II) compound soluble in the electrolyte, (b) at least 90 mg antimony per 10 g tin, or at least 40 mg bismuth per 10 g tin, which are provided as
compounds soluble in the electrolyte, (c) at least one nonionic surfactant, and (d) 35-210 g at least one free acid comprising sulfuric acid, alkyl
sulfonic acid or alkanol sulfonic acid, per liter of electrolyte. An independent claim is also included for electrolytically coating the substrates using
anode made of metallic tin and cathode made of the substrate to be coated, comprising depositing the layer using the above electrolyte by direct
current.

Abstract (de)
Es wird ein wässriger Elektrolyt bereitgestellt, mit dem sich bei der Abscheidung von lötbaren Schichten auf Substraten, wie kleindimensionierte,
elektronische Bauteile, insbesondere Chipbauteile, eine Verklebungsrate von nicht über 1% erreichen lässt. Weiterhin zeigt die abgeschiedene
Schicht keine Neigung zur Whiskerbildung auf. Die Schicht beinhaltet weiterhin keine organischen Verbindungen, die bei einem späteren
Lötvorgang durch Zersetzung flüchtige Produkte bilden, dadurch Fehlstellen in der Lötverbindung bewirken und somit die Zuverlässigkeit der
Lötstelle herabsetzen können. Der erfindungsgemäße Elektrolyt ist frei von Glanzbildnern und kationischen Tensiden und beinhaltet ein bestimmtes
Verhältnis von in dem Elektrolyten gelöstes Antimon oder Bismut zu Zinn sowie mindestens ein nichtionisches Tensid und mindestens eine freie
Säure ausgewählt aus Schwefelsäure, Akylsulfonsäure und Alkanolsulfonsäure.
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